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2º SEMESTRE DE 2025 

 

FI204 – Tópicos da Física da Matéria Condensada I 

Turma A 

 

Horário 

Segunda – 16h às 18h na sala IF14 

Quarta – 16h às 18h na sala IF14 

 

Créditos  

4 

 

Docente 

Mario Antonio Bica de Moraes 
 
Pré-Requisitos 
Não há. 
 
Ementa 
Deposição de filmes por evaporação térmica. Evaporação e efusão. Deposição por sputtering. 
Fundamentos do efeito de sputtering. Plasmas dc e rf. Sputtering reativo. Deposição por plasmas de 
compostos químicos. Condensação, nucleação e crescimento de filmes. Crescimento epitaxial. Tecnologia 
de vácuo aplicada à deposição de materiais. Propriedades ópticas, elétricas, mecânicas e magnéticas de 
filmes metálicos, de ligas, de compostos e de semicondutores e técnicas experimentais para seu estudo. 
Experimentos sobre deposição de filmes metálicos e dielétricos e suas caracterizações: por espectroscopia 
de fóto-elétrons (composição elementar e química); por perfilometria e microscopias de força atômica e 
eletrônica (morfologia superficial e de volume); por espectroscopia ultravioleta visível (constantes 
ópticas). Estudo experimental de plasmas de deposição por espectroscopia óptica de emissão (relação 
entre as espécies químicas identificadas no plasma e a composição do filme). 
 
Objetivos 
Uma parte significativa da atividade científica e tecnológica atual é voltada para materiais na forma de 
filmes finos. Esta é a principal motivação para o oferecimento desta disciplina que se propõe a transmitir 
aos alunos conhecimentos introdutórios sobre as diversas teorias e técnicas envolvidas na investigação 
de filmes finos e suas aplicações. 
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Programa 
A disciplina será aplicada em aulas expositivas, em experimentos demonstrativos e experimentos 
realizados pelos alunos. Relatórios desses experimentos serão exigidos. 
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Critério de Avaliação 

A aprovação na disciplina implica na nota final, NF  5, calculada segundo o critério abaixo.  
M = (P1 + P2)/2, sendo P1 e P2 as notas das duas provas aplicadas durante o semestre. 

Se M  5, NF = M.  

Se M  5, a nota final será 
NF = (M + E)/2, onde E é a nota do exame final. 
 


